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The invention relates to a device for dry-
ing disk substrates (3) by means of exposure to
ultraviolet light. A glass plate (11) lies on the
disk substrate (3) during this process. The aim
of the invention is to provide simple technical
means for ensuring a low level of waste and
a better quality disk substrate with a device
which is easy to handle. To this end, the in-
ventive device has an upper part (6) which can
be raised and lowered, for lowering the glass
plate onto the disk substrate (3), said disk sub-
strate lying on a lower part (23).

(57) Zusammenfassung

Bei der vorliegenden Vorrichtung
zum Trocknen von Substratscheiben (3)
durch Bestrahlen mit ultraviolettem Licht,
wobei wihrend des Bestrahlungsvorgangs
eine Glasplatte (11) auf der Substratscheibe
(3) aufliegt, ergeben bzw. ergeben sich
mit einfachen technischen Mitteln und bei
einfacher Handhabung der Vorrichtung
geringere  AusschuBraten und eine bessere
Qualit#t der gefertigten Substratscheiben
durch einen anheb— und absenkbaren Oberteil
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(6), der die Glasplatte (11) auf die auf einem
Unterteil (23) liegende Substratscheibe (3)
absenkt.
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